
 

Q500 プロトコル シリカナノ構造体・凝集体の分散 

プロトコル例および結果はユーザーからの情報に基づいています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処理前 Q500 処理後 超⾳波洗浄機(他社) 処理後 

 

  

  

 
  



 

プロトコル 
サンプル種︓ シリカナノ構造体・凝集体の分散液 
容量︓ 3 mL 
溶媒︓ エタノール 
容器︓ ポリプロピレン遠沈管 
チップ︓ 4418 (3.2mm(1/8")) マイクロチップ 
Amplitude︓ 20% 
パルス︓ ON 1 秒、OFF 1 秒 
Total On Time︓ 15 分 
その他処理条件︓ 氷上で処理 

 
 
お客様の声 
• シリカのらせん構造体の微細化・分散のため、Q500 を使⽤しています。 
• 超⾳波洗浄機と⽐較して、直接超⾳波照射を⾏う Q500 の⽅が、早く、確実に微細化できます。 
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